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　我 々 の グ ル ープ は基盤技術研究所の ULSI フ ァ ブ テ ク

ノ ロ ジ研究部 に 属 して い ます．ULSI フ ァ ブ テ ク ノ ロ ジ

研究部 は シ リ コ ン MOSFET を用 い た LSI の 製造 技術 を

研 究 して い る部で す．そ の 中で プラズ マ をや っ て い る の

は 2 名で ，主 任研究 員が
一

人，研 究員 は 私
一

人 で す．

　LSI の 製造 に 用 い ら れ て い る プ ラ ズ マ は，完全 電離 に

近 い 核融 合 プ ラ ズ マ と は 違 っ て
， 非平衡低温プ ラ ズ マ で

す．非平衡低温 プ ラ ズ マ の LSI製造 に 対す る 利 点 は
，

高い 温度 で しか 起きない 化学反応を低い 温度で 起 こ す こ

とが で きる と い うこ とで す．プ ラ ズ マ が 気相中で 活性種

を 発生 し，生 じ た 活性種が シ リ コ ン 基 板 表面 まで 輸送 さ

れ ， そ の 活性種が そ こ で 反 応 し，シ リ コ ン 表面が 削 られ

る （エ ッ チ ン グ），シ リ コ ン 表面 上 に 膜 を積 む （デ ポ ジ

シ ョ ン ）な どに よ りシ リ コ ン 表面 を加工 し，シ リ コ ン 基

板上 に回 路 を 形成 し ます．近年 ，
LSI は 高集積化，高性

能 化の た め に 回 路 の 線 幅 や MOSFET 素子 が サ ブ ミ ク ロ

ン オーダ まで 微細化 して きて お り精密 な制御が プ ラ ズ マ

プ ロ セ ス に 求め られ て い ます．しか し，こ れ まで の プ ラ

ズ マ プ ロ セ ス に 関 す る研 究 とい うと，放電パ ワ
ーや ガ ス

圧 力 な どの 制御 パ ラ メ
ー

タ と，加 T．形 状 や 素子の 電 気特

性 な ど の 評価 パ ラ メ ータ と の 関係が 示 され て い る だ け と

い うもの が ほ とん どで す．我 々 は，こ の よ うにプ ラ ズ マ

をブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス と して 扱 わ ない で，プ ラズ マ 内部パ

ラ メ
ータ を測 定 しプ ラ ズ マ 内部 の 現 象を理 解 し なが ら，

制 御パ ラ メ
ー

タ と評 価パ ラ メ
ー

タ の 関係 を調べ て い ます．

　我 々 の 主 な研究テ
ー

マ は ，電子 遮蔽チ ャ
ー

ジ ア ッ プ に

写真 1　 誘導 結 合 型 プ ラ ズ マ 装 置

628

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Sooiety 　of 　Plasma 　Soienoe 　and 　Nuolear 　Fusion 　Researoh

研究 グル ー
プ紹介 富士 通研 究所 ULSI フ ァ ブ テ ク ノ ロ ジ研 究 部 の ブ ラ ズ マ グル

ー
プ

よ る LSI の 回路 ダ メージ の 抑制方法 の 開 発 と， プ ラ ズ

マ 中の パ ーテ ィ ク ル 汚 染 そ の 場 計測 方法の 開発，の 2 つ

で す．電 子遮 蔽 チ ャ
ージ ア ッ プ は シ リ コ ン 基 板．ヒ に 形成

され た 絶縁 物の 深 い 穴の 底で 正 イオ ン が 電 子 よ り も多数

蓄積 し， 穴底 が正 に チ ャ
ージ ア ッ プ する とい う もの で す．

我 々 は，チ ャ
ージ ア ッ プ電圧 を電圧 プ ロ ーブ で 直接測定

す る と同時 に ラ ン グ ミ ュ ア プ ロ ーブで プ ラズ マ パ ラメー

タ を測定 し，チ ャ
ージ ア ッ プ と プ ラ ズ マ パ ラ メ

ー
タ との

関 係 を調べ た 結果，電子 温 度 を
．．
ドげ る こ と に よ りチ ャ

ー

ジ ア ッ プ を抑 え ら れ る こ とが わか りま した．我々 は，電

予温度が チ ャ
ージ ア ッ プ に 対 して 制御すべ き重要なプ ラ

ズマ パ ラ メータ の
・．一・

つ で あ る と考えて い ます．もう
一

つ

の パ ー
テ ィ ク ル 汚 染 と い うの は，プ ラ ズマ 内の 巨 大 ラ ジ

カ ル 分 子や 基 板エ ッ チ か ら生 ず る ク ラ ス タ
ー

分子が 種 と

な っ て 成長 す る こ と に よ り， サ ブ ミ ク ロ ン オー’ダ の パ ー

テ ィ ク ル が プ ラ ズ マ 内部 で発 生 し て しま うこ とが あ りま

すが，こ の パ ー
テ ィ ク ル に よ り基板表面が 汚染され る と

配 線の 断線 な どの 回 路 の 欠陥が 発生す る とい うもの で

す．現 在，パ ー
テ ィ ク ル の そ の 場計測方法 と して レ

ーザ

散 乱 法 な ど に よ る光学的 な手法 が あ ります が，こ れ よ り

簡便 で 電気的 な方法 と して ，プ ラ ズマ 装置内部 の 構造物，

例えば，電 極 な ど を使 っ て パ ー
テ ィ クル に よる プ ラ ズ マ

の イ ン ピーダ ン ス の 変化 を調 べ る方 法 を試 み て い ます，

パ ー
テ ィ ク ル を 含ん だ プ ラ ズ マ は大変複雑なの で モ ン テ

カ ル ロ シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン に よ るプ ラズ マ の 解析 も行 っ て

い ます。

　研究 に使用 し て い る 装置，計測器 は 自作 が 主 で す．写

真 1 は，チ ャ
ージ ア ッ プ測 定 に使 用 して い る誘 導 結 合 型

プ ラ ズ マ 装 置 です．一応 エ ッ チ ン グが で きる よ うに 装置

内部 に は RF バ イ ア ス が印加で きる 試料台が あります．

装置内部が 大 き くな い と実験す る の が 大 変 な の で そ の 口

径 は500 ミ リ もあ り ます．ま た，試 料台 に 対向す る 電極

もあ る の で 容量 結合型 平行平板 プ ラ ズ マ 装 置 に もな り ま

す．写 真 2 は
，

パ ーテ ィ ク ル 測 定 に使 用 して い る容量 結

合 型 プ ラ ズ マ 装 置 で す．パ ー
テ ィ クル を測定す る た め の

光学系が あ ります．新 し くテ
ー

マ がで きるたび に実験装

置を作 ります．現 在，写 真 2 の よ うな真空装 置 を作製 中

で す．　　　　 （文責 ：富士 通 研究所 研究員 鎌 田 剛）

写 真 2　 パ ー
テ ィ クル 測 定用 プラ ズ マ 装 置

連 絡貴任 者 E−mail 　 kamata＠fiab．fujitsu．co，jp

629

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


